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 (57)【要約】

 【課題】メタルポストと配線パターンの接続強度が高

 く、外部との電気的接続の信頼性が高く、さらに絶縁層

 からガスが発生しても配線パターンの断線の生じない、

 信頼性の高いチップサイズパッケージタイプの半導体装

 置及びその製造方法を提供する。

 【解決手段】電極を露出して半導体素子上に形成された

 パッシベーション膜上にパッシベーション膜と略同一形

 状の第１の絶縁層が形成され、第１の絶縁層上に半導体

 素子の電極と接続する配線パターンが形成され、配線パ

 ターン上に外部接続用のメタルポストが形成され、メタ

 ルポスト先端を除いたメタルポストの側面を被覆するよ

 う、配線パターンに密着する第２の絶縁層が形成され、

 かつ、メタルポスト先端を露出するよう封止樹脂した後

 メタルポスト先端に外部接続端子を配設していることを

 特徴とする半導体装置。

Page 1 of 10 SAMSUNG EXHIBIT 1005 
Samsung v. Tessera



2

 【特許請求の範囲】

 【請求項１】半導体素子に形成された電極を露出して半

 導体素子上に形成されたパッシベーション膜上に前記パ

 ッシベーション膜と略同一形状の第１の絶縁層が形成さ

 れ、前記第１の絶縁層上に半導体素子の電極と接続する

 配線パターンが形成され、前記配線パターン上に外部接

 続用のメタルポストが形成され、前記メタルポスト先端

 面を除いたメタルポストの側面を被覆するよう、配線パ

 ターンに密着する第２の絶縁層が形成され、前記メタル

 ポスト先端面を露出するよう封止樹脂にて樹脂封止さ

 れ、かつ、前記メタルポスト先端面に外部接続端子が配

 設されていることを特徴とする半導体装置。

 【請求項２】メタルポスト側面領域を除いた第２の絶縁

 層の表面の高さを、メタルポスト先端面より低い位置に

 設定したことを特徴とする請求項１に記載の半導体装

 置。

 【請求項３】前記外部接続端子を、外部に開放された中

 空部を有する保持体の表面に導電性材料を配設した構成

 としたことを特徴とする請求項１または２に記載の半導

 体装置。

 【請求項４】保持体を、外部に開放された中空部を有す

 るシリンダー状としたことを特徴とする請求項３に記載

 の半導体装置。

 【請求項５】前記外部接続端子を、中空部を有しない円

 筒状とした保持体の表面に導電性材料を配設した構成と

 したことを特徴とする請求項１または２に記載の半導体

 装置。

 【請求項６】外部接続端子を構成する保持体を、ポリイ

 ミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、熱可塑

 性ポリイミド、ポリアミド、ポリアセタール、ポリブチ

 レンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポ

 リスチレン、シンジオタクチックポリスチレン、ポリフ

 ェニレンサルファイド、ポリエーテルケトン、液晶ポリ

 マー、ポリエーテルニトリル、フッ素樹脂、ポリカーボ

 ネート、変成ポリフェニレンエーテル、ポリサルフォ

 ン、ポリエーテルサルホン、およびポリアリレートより

 選択された樹脂からなるエンジニアプラスチックとした

 ことを特徴とする請求項３、４または５に記載の半導体

 装置。

 【請求項７】外部接続端子を構成する導電性材料を、

① グラファイト、カーボンもしくは金属微粒子分散体、

② 金、銀、銅、アルミニウム、もしくはニッケルの単

 体、または前記金属を二種類以上含む合金、

③ 錫もしくは鉛を主成分とする低融点合金、

上記①～③ のうちから選択したことを特徴とする請求項

 ３、４、５または６に記載の半導体装置。

 【請求項８】半導体素子に形成された電極を露出するよ

 う形成したパッシベーション膜上に前記電極を露出する

 よう第１の絶縁層を形成する工程と、前記第１の絶縁層

 上に前記電極と接続する配線パターンを形成する工程

 と、前記配線パターンの所定の位置に外部接続用のメタ

 ルポストを所定の高さにて形成する工程と、前記メタル

 ポストを含むよう絶縁性樹脂を塗布した後、外部と接続

 するメタルポストの先端面領域から絶縁性樹脂を除去し

 第２の絶縁層とする工程と、メタルポストの先端面を露

 出するよう封止樹脂にて樹脂封止する工程と、メタルポ

 ストの先端面に外部接続端子を配設する工程とを少なく

 とも有することを特徴とする請求項１、２、３、４、

 ５、６または７に記載の半導体装置の製造方法。

 【請求項９】外部と接続するメタルポストの先端面領域

 から絶縁性樹脂を除去する手段をフォトリソグラフィ法

 とすることを特徴とする請求項８に記載の半導体装置の

 製造方法。

 【請求項１０】第二の絶縁層とする絶縁性樹脂の塗布手

 段をスピンコート法としたことを特徴とする請求項８ま

 たは９に記載の半導体装置の製造方法。

 【請求項１１】第２の絶縁層を形成した半導体素子を冷

 却用ヒートシンクに貼りつけた後、メタルポスト先端面

 および、半導体素子を貼りつけた面と反対面側の冷却用

 ヒートシンク面を露出するよう樹脂封止し、しかる後、

 メタルポスト先端面に外部接続端子を搭載することを特

 徴とする請求項８、９または１０に記載の半導体装置の

 製造方法。

 【請求項１２】面付けされた複数の半導体素子に一括し

 て第２の絶縁層の形成まで行った後、ダイシングにより

 個々の半導体素子に分離し、しかる後、冷却用ヒートシ

 ンクへの貼りつけを行うことを特徴とする請求項１１に

 記載の半導体装置の製造方法。

 【発明の詳細な説明】

 【０００１】

 【発明の属する技術分野】本発明は、半導体素子上に配

 線層を形成したチップサイズパッケージ（ＣＳＰ）と呼

 称される半導体装置及びその製造方法に係わる。

 【０００２】

 【従来の技術】近年、電子装置の小型化により、電子装

 置に組み込まれる（実装される）半導体装置は高密度で

 の実装が行われるようになっており、それにともなっ

 て、半導体装置はより一層小型とすることが要求されて

 いる。この要求に答える技術として、チップサイズパッ

 ケージ（Ｃｈｉｐ  ＳｉｚｅＰａｃｋａｇｅ、以下ＣＳ

 Ｐと記す）、ＢＧＡ（ボールグリッドアレイ）等が提案

 されている。ＣＳＰは半導体素子（ＩＣチップ）と略同

 等のサイズとすることができ、半導体装置の小型化にと

 って有効な手段といえる。ＣＳＰの構造、形態は種々の

 ものが提案されているが、以下にＣＳＰの構造を模式的

 に示す図面に基づき、一般的なＣＳＰの形態につき説明

 を行う。

 【０００３】図６は従来の半導体装置61（ＣＳＰ）の例

 を模式的に示す断面説明図である。

 【０００４】図６に示すように、アルミ等からなる電極
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 63（接続用パッド）を形成した半導体素子62上には電極

 63を露出するようパッシベーション膜64が形成されてい

 る。次いで、パッシベーション膜64上に電極63を露出す

 るよう絶縁性樹脂等からなる第一の絶縁層65が形成され

 る。また、第一の絶縁層65上には電極63と接続した配線

 パターン67（配線層）が形成されており、配線パターン

 67上に銅等からなるメタルポスト69を配設している。な

 お、図６の例では、配線パターン67の下にメタルバリア

 層66を形成している。次いで、配線パターン67および第

 一の絶縁層65上にはメタルポスト69を露出するよう第二

 の絶縁層68が形成されている。また、メタルポスト69を

 露出するよう封止樹脂70にて樹脂封止が行われている。

 【０００５】なお、１枚のＳｉ（シリコン）ウェファー

 上に半導体素子62を面付けして複数個形成している場

 合、Ｓｉウェファー上に上記第二の絶縁層68の形成まで

 行い、その後、Ｓｉウェファーにダイシングを行い個々

 の半導体素子62に断裁すれば、個々の半導体素子62と略

 同一のサイズとなった半導体装置61（ＣＳＰ）を得るこ

 とができる。

 【０００６】メタルポスト69は配線パターン67を介して

 電極63と電気的に接続しているもので、半導体装置61と

 外部との電気的接続、例えば半導体装置61が搭載される

 実装基板との電気的接続はメタルポスト69を介して行わ

 れる。なお、必要により図６に示すようにメタルポスト

 69上面に外部接続端子74としてハンダ（半田）ボール71

 等を形成する場合もある。

 【０００７】メタルポスト69と外部（例えば実装基板）

 との接続はハンダを用い熱圧着にて行う場合が多いが、

 その際に例えば１８０℃～２５０℃程度と高温になると

 メタルポスト69の一部がハンダに溶解消失することにな

 る。この溶解消失を考慮してメタルポスト69の高さは３

 μｍ～５０μｍ程度とすることが一般的となっている。

 【０００８】しかし、かかる構造とした半導体装置にお

 いてはメタルポスト69と配線パターン67との接続強度が

 不足し、半導体装置の信頼性が低いものとなっていた。

 すなわち、半導体装置を実装基板に搭載した際に半導体

 装置と実装基板との熱膨張率の差により半導体装置に応

 力が加わり、クラック、断線等が半導体装置に生じるも

 のである。

 【０００９】ちなみに、本発明者らが従来より用いられ

 ていた半導体装置を実装した基板に温度サイクル試験

 （－４０℃から＋１２５℃まで温度を変化させて１サイ

 クルとし、この温度変化を複数回繰り返す試験）を行っ

 たところ、５０～２００サイクル程度でメタルポスト69

 と配線パターン67が剥がれ断線が生じたものである。

 【００１０】また、半導体装置の製造コストを考慮した

 場合、第一の絶縁層65および第二の絶縁層68の膜厚は各

 々 １０μｍ前後もしくはそれ以下とすることが望まし

 い。かかる膜厚にて絶縁層を形成し、また、メタルポス

 ト69にハンダボール71を形成した上で外部との接続を行

 うと、熱応力等のストレスが経時的に半導体装置61の外

 部接続端子74であるハンダボール71に集中し、ハンダボ

 ール71近傍の絶縁層にクラックが入り、また、ハンダボ

 ール近傍で断線が生じることになる。

 【００１１】このような問題を解決するため、第二の絶

 縁層68を例えば１００μｍ程度に厚く形成し、かつ、メ

 タルポスト69の高さを１００μｍとすることが試みられ

 ている。すなわち、メタルポスト69の高さを高くするこ

 とで、実装基板との熱膨張率の差により半導体装置に加

 わる応力を緩和させようとするものである。

 【００１２】しかし、かかる構成とした半導体装置とす

 ることは新たな問題を生じることになる。すなわち、メ

 タルポスト69の形成にあたっては、メッキ法を用いるこ

 とが一般的となっており、そのためメッキ法にて１００

 μｍの高さのメタルポスト69を形成することは半導体装

 置の製造コストを引き上げ、また、製造収率を下げるこ

 とになる。また、第二の絶縁層68を例えば１００μｍ程

 度と厚く形成することも製造コスト上望ましいとはいえ

 ない。

 【００１３】さらに、メッキ法によるメタルポスト69の

 形成では、第二の絶縁層68をメッキマスクとし、第二の

 絶縁層68の開口部にメタルポスト69を形成している。こ

 のため、膜厚を厚くした第二の絶縁層68の膜厚より高い

 メタルポスト69を形成しようとする場合、メタルポスト

 69の高さにバラツキを生じ、また、メタルポスト69の質

 を低下させやすい。このため外部との電気的接続を行う

 と部分的に接続不良が生じる等、電気的接続の信頼性を

 低下させる要因となるものである。なお、上述したメタ

 ルポストの質の低下とは、断線等の電気的欠陥に結びつ

 くボイド（空孔）が部分的にメタルポスト内に生じるこ

 とを意味する。さらに加えて、メタルポスト69の高さが

 バラツキ、また、ハンダボール71の大きさや形状が不均

 一となった場合、半導体装置と実装基板との熱圧着時に

 ハンダもしくはハンダボールに加わる圧力に差を生じ、

 接続不良や半導体装置の破損を生じるという問題もあ

 る。

 【００１４】また、絶縁層として樹脂を用いた場合、配

 線パターン67を形成した第一の絶縁層65上を第二の絶縁

 層68で被覆した後、キュア（焼きかため）にて第二の絶

 縁層68の硬化を行う。この第二の絶縁層68の形成工程で

 行われる加熱の際、第一の絶縁層65よりガスが発生し、

 ガスによる気泡で絶縁層が膨れ配線パターン67の断線を

 引き起こすことになる。

 【００１５】

 【発明が解決しようとする課題】本発明は以上の問題に

 鑑みなされたもので、メタルポストと配線パターンの接

 続強度が高く、外部との電気的接続の信頼性が高く、さ

 らに絶縁層からガスが発生しても配線パターンの断線の

 生じない、信頼性の高いチップサイズパッケージタイプ

 の半導体装置及びその製造方法を提供しようとするもの
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 である。

 【００１６】

 【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課

 題を達成するために鋭意検討を行い本発明に至ったもの

 である。すなわち請求項１においては、半導体素子に形

 成された電極を露出して半導体素子上に形成されたパッ

 シベーション膜上に前記パッシベーション膜と略同一形

 状の第１の絶縁層が形成され、前記第１の絶縁層上に半

 導体素子の電極と接続する配線パターンが形成され、前

 記配線パターン上に外部接続用のメタルポストが形成さ

 れ、前記メタルポスト先端面を除いたメタルポストの側

 面を被覆するよう、配線パターンに密着する第２の絶縁

 層が形成され、前記メタルポスト先端面を露出するよう

 封止樹脂にて樹脂封止され、かつ、前記メタルポスト先

 端面に外部接続端子が配設されていることを特徴とする

 半導体装置としたものである。

 【００１７】また請求項２においては、メタルポスト側

 面領域を除いた第２の絶縁層の表面の高さを、メタルポ

 スト先端面より低い位置に設定したことを特徴とする請

 求項１に記載の半導体装置としたものである。

 【００１８】また請求項３においては、前記外部接続端

 子を、外部に開放された中空部を有する保持体の表面に

 導電性材料を配設した構成としたことを特徴とする請求

 項１または２に記載の半導体装置としたものである。

 【００１９】また請求項４においては、保持体を、外部

 に開放された中空部を有するシリンダー状としたことを

 特徴とする請求項３に記載の半導体装置としたものであ

 る。

 【００２０】また請求項５においては、前記外部接続端

 子を、中空部を有しない円筒状の保持体の表面に導電性

 材料を配設した構成としたことを特徴とする請求項１ま

 たは２に記載の半導体装置としたものである。

 【００２１】また請求項６においては、外部接続端子を

 構成する保持体を、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポ

 リエーテルイミド、熱可塑性ポリイミド、ポリアミド、

 ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート、ポリエ

 チレンテレフタレート、ポリスチレン、シンジオタクチ

 ックポリスチレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリ

 エーテルケトン、液晶ポリマー、ポリエーテルニトリ

 ル、フッ素樹脂、ポリカーボネート、変成ポリフェニレ

 ンエーテル、ポリサルフォン、ポリエーテルサルホン、

 およびポリアリレートより選択された樹脂からなるエン

 ジニアプラスチックとしたことを特徴とする請求項３、

 ４または５に記載の半導体装置としたものである。

 【００２２】また請求項７においては、外部接続端子を

 構成する導電性材料を、

① グラファイト、カーボンもしくは金属微粒子分散体、

② 金、銀、銅、アルミニウム、もしくはニッケルの単

 体、または前記金属を二種類以上含む合金、

③ 錫もしくは鉛を主成分とする低融点合金、

上記①～③ のうちから選択したことを特徴とする請求項

 ３、４、５または６に記載の半導体装置としたものであ

 る。

 【００２３】さらに請求項８においては、半導体素子に

 形成された電極を露出するよう形成したパッシベーショ

 ン膜上に前記電極を露出するよう第１の絶縁層を形成す

 る工程と、前記第１の絶縁層上に前記電極と接続する配

 線パターンを形成する工程と、前記配線パターンの所定

 の位置に外部接続用のメタルポストを所定の高さにて形

 成する工程と、前記メタルポストを含むよう絶縁性樹脂

 を塗布した後、外部と接続するメタルポストの先端面領

 域から絶縁性樹脂を除去し第２の絶縁層とする工程と、

 メタルポストの先端面を露出するよう封止樹脂にて樹脂

 封止する工程と、メタルポストの先端面に外部接続端子

 を配設する工程とを少なくとも有することを特徴とする

 請求項１、２、３、４、５、６または７に記載の半導体

 装置の製造方法としたものである。

 【００２４】また請求項９においては、外部と接続する

 メタルポストの先端面領域から絶縁性樹脂を除去する手

 段をフォトリソグラフィ法とすることを特徴とする請求

 項８に記載の半導体装置の製造方法としたものであり、

 請求項１０においては、第二の絶縁層とする絶縁性樹脂

 の塗布手段をスピンコート法としたことを特徴とする請

 求項８または９に記載の半導体装置の製造方法としたも

 のである。

 【００２５】また請求項１１においては、第２の絶縁層

 を形成した半導体素子を冷却用ヒートシンクに貼りつけ

 た後、メタルポスト先端面および、半導体素子を貼りつ

 けた面と反対面側の冷却用ヒートシンク面を露出するよ

 う樹脂封止し、しかる後、メタルポスト先端面に外部接

 続端子を搭載することを特徴とする請求項８、９または

 １０に記載の半導体装置の製造方法としたものである。

 【００２６】また請求項１２においては、面付けされた

 複数の半導体素子に一括して第２の絶縁層の形成まで行

 った後、ダイシングにより個々の半導体素子に分離し、

 しかる後、冷却用ヒートシンクへの貼りつけを行うこと

 を特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法

 としたものである。

 【００２７】

 【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施形態につき

 図面に基づき説明する。本発明の半導体装置１（ＣＳ

 Ｐ）においては、図１に示すように、半導体素子２に形

 成された電極３を露出するよう形成されたパッシベーシ

 ョン膜４上に、電極３を露出するようパッシベーション

 膜４と略同一形状とした第一の絶縁層５を形成してい

 る。ついで、第１の絶縁層５上に電極３と接続する配線

 パターン７（配線層）を形成しており、配線パターン７

 上の所定の位置に外部接続用の３μｍ～５０μｍ程度の

 高さとしたメタルポスト９を形成している。次いで、メ

 タルポスト９の先端面を除いてメタルポスト９の側面を
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 被覆する、配線パターン７及び第１の絶縁層５に密着し

 た第２の絶縁層８を形成している。次いで、メタルポス

 ト９の先端面を露出するよう半導体素子を封止樹脂10に

 て樹脂封止しており、また、メタルポスト９上に外部接

 続端子14を配設している。

 【００２８】本発明の半導体装置１においては、メタル

 ポスト９先端より下部（半導体素子方向）においては第

 二の絶縁層８とメタルポスト９との密着性を優先させる

 構造としている。すなわち、先端部を除いたメタルポス

 ト９の側面を被覆するよう第二の絶縁層８を形成してい

 る。これにより、第二の絶縁層８とメタルポスト９との

 密着性が補強され、それにともない、メタルポスト９と

 配線パターン７との接続強度も向上しメタルポスト９と

 配線パターン７との断線が防止できる。

 【００２９】また、外部接続端子14と外部（例えば実装

 基板）との実装の際に支障をきたさないよう、上述した

 請求項２に記したように、第２の絶縁層８の表面を、メ

 タルポスト９先端面より低い位置となるように形成して

 いる。

 【００３０】ＣＳＰ、ＢＧＡ等の半導体装置において

 は、パッケージの信頼性向上や機械的強度の保持等を目

 的として半導体素子を含めた主要部を樹脂封止すること

 が必要である。図６に示すように、通常の半導体装置に

 おいては、例えば３μｍ～５０μｍ程度の高さのメタル

 ポスト69を形成し、メタルポスト69上に外部接続端子74

 を配設するものであり、第二の絶縁層68の厚みをも考慮

 すると樹脂封止後の半導体装置61の厚みは必要以上に厚

 いものとなる。また、封止樹脂70の表面がメタルポスト

 69の先端面より比較的高い位置に形成された場合、外部

 接続端子74の熱圧着（例えばハンダ付け）等による配設

 の際に支障が生じるものである。さらに、第二の絶縁層

 68は比較的高価な材質のものを使用するため、第二の絶

 縁層68を厚く形成することは半導体装置の製造コストを

 上げることになり不経済といえる。本発明者らは外部接

 続端子の熱圧着の作業性向上等を目的として、第二の絶

 縁層とメタルポストとの高さを最適化することを提案す

 るものである。

 【００３１】すなわち、図１に示すように、メタルポス

 ト９の側面を被覆する部位を除く第二の絶縁層８の高さ

 がメタルポスト９先端面の高さより低い位置になるよう

 第二の絶縁層８を形成することを提案するものである。

 この点につき以下に説明を行う。従来の半導体装置の一

 部拡大図である図８に示すように、第二の絶縁層68の表

 面がメタルポスト69先端面の高さと同等もしくは高い場

 合、第二の絶縁層68上に形成される封止樹脂70の表面の

 高さはメタルポスト69先端面より高いものとなる。この

 ため、封止樹脂70の開口部より露出したメタルポスト69

 先端面上に外部接続端子74（例えばハンダボール）を配

 設しようとしても封止樹脂70で邪魔をされ、メタルポス

 ト69先端面と外部接続端子74との間に隙間が生じる等、

 メタルポスト69と外部接続端子74との電気的接続不良が

 生じる。

 【００３２】しかるに本発明の半導体装置の一部拡大図

 である図７に示すように、メタルポスト９の側面を被覆

 する部位を除く第二の絶縁層８の高さをメタルポスト９

 先端面の高さより低くすれば、封止樹脂10表面とメタル

 ポスト９先端面とを近くすることが出来、封止樹脂10が

 邪魔をしないため、外部接続端子14を配設する際にメタ

 ルポスト９先端面と外部接続端子14との間に隙間が生じ

 ず、メタルポスト９と外部接続端子14との電気的接続不

 良を防止できる。

 【００３３】ここで第一の絶縁層５に使用する材料は、

 耐熱性、密着性が良く、半導体素子２に影響が無いもの

 であれば特に限定するものではないが、半導体素子２と

 触れるという点で純度の高いものが好ましい。また、誘

 電率の低い材料が好ましいが、高純度のものが得られる

 という点ではポリイミドが好ましいといえ、製造上の観

 点からは感光性のポリイミド材料あるいは感光性のポリ

 イミドシロキサン組成物等が好適である。さらに、熱膨

 張率は低い方が良く、おおよそ６０ｐｐｍ（６０×１０

 ｅｘｐ－６ｉｎ／ｉｎ／℃）以下のものが実用上望まし

 い。

 【００３４】次いで、第二の絶縁層８の材料は、第二の

 絶縁層８が半導体素子２と直接に触れないため第一の絶

 縁層５に使用するものより純度の低い樹脂を使用しても

 構わない。例えば、前述したポリイミドの他、エポキシ

 樹脂、アクリル樹脂、あるいはこれらの樹脂をシリコー

 ン変成させたもの等が使用できる。

 【００３５】次いで、配線パターン７の材料は導電性の

 良いものが望ましく、例えば、銅、銀、アルミニウム、

 これらの合金、あるいは他の良導体金属等が使用でき

 る。なお、銅や銀等を配線パターン７の材料として用い

 る場合には、配線パターン７の形成に先立ち、下引き層

 としてＴｉＷ合金、ＴｉＮ、ＴａＮ、Ｗ、Ｃｒ等からな

 るメタルバリヤ層６を形成し、しかる後、メタルバリヤ

 層６上に配線パターン７を形成することが望ましい。

 【００３６】次いで、本発明の半導体装置１の特徴とし

 て図１に示すように、外部に開放された中空部を有する

 保持体の表面に導電性材料を配設した形状とした、外部

 （例えば実装基板）との電気的接続を行う外部接続端子

 14をメタルポスト９先端に配設している。すなわち、実

 装した後に実装基板と半導体装置との熱膨張率の差によ

 り半導体装置にかかる応力を、図１、図２および図３に

 示すように、外部に開放された中空部を有する保持体15

 の表面に導電性材料16を配設した外部接続端子14で緩和

 させることを特徴としている。なお、図２は本発明に係

 わる外部接続端子14の一例を側面から見た図であり、図

 ３は図２のＡ－Ａ’線における断面を上方から見た（例

 えば実装基板側から見た）図である。

 【００３７】上述した点につき説明を行う。前述したよ
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 うに、半導体装置１を実装基板に実装すると、シリコン

 等で形成される半導体素子２（例えば、熱膨張率が約３

 ｐｐｍ程度）と実装基板（例えば、エポキシ系樹脂から

 なるプリント基板：熱膨張率４０～２００ｐｐｍ程度、

 但しＴｇ点以上では２００ｐｐｍを超える）との熱膨張

 率の差で生じるストレス（応力）が半導体装置１にかか

 る。従来より、ＣＳＰ、ＢＧＡ等の半導体装置をプリン

 ト基板等の実装基板に実装するには、例えば２００～４

 ００μｍ径程度のハンダボールを外部接続端子としてメ

 タルポスト上に形成し、ハンダボールを介して実装基板

 に熱圧着することが簡便であり、また実際に行われてい

 た。

 【００３８】しかし、熱膨張率の差で生じるストレス

 （応力）がハンダボールにかかり、ハンダボールを介し

 て伝わるストレス（応力）により半導体装置もしくはプ

 リント基板等の樹脂基板にクラックが発生し、また半導

 体装置内では比較的簡単に断線する傾向があった。

 【００３９】これを防止するため本発明者らは鋭意検討

 を行ったものであり、その結果、外部接続端子14に応力

 緩和機能を持たせれば、熱膨張率の差で生じるストレス

 （応力）は外部接続端子14で緩和され、半導体装置１に

 クラックや断線が発生することを防止できることを見い

 だした。すなわち、本発明に係わる外部接続端子14は応

 力緩和機能を持たせるため、中空とした保持体15の表面

 に導電性材料16を形成したものである。中空とした保持

 体15は柔構造のため、外部接続端子14と接続した実装基

 板が相当量の熱伸縮を繰り返しても、発生したストレス

 （応力）を吸収し応力を緩和することができる。これに

 より、絶縁層および封止樹脂と外部接続端子14との界面

 でのクラックの発生、および、クラックによる断線を防

 止できる。

 【００４０】また、保持体15の中空部は外部雰囲気に開

 放され、外部雰囲気の空気が自由に中空部に出入り可能

 な状態としておくことが望ましい。この点につき説明す

 る。後述するように保持体15は樹脂で形成することが望

 ましいが、樹脂は水分を吸収しやすく、水分を含んだ樹

 脂は加水分解を生じ劣化しやすい。しかし、保持体15の

 中空部を外部雰囲気に開放したものとし、外部雰囲気の

 空気（エアー）が自由に中空部に出入り可能な状態にし

 ておけば、保持体15に含まれた水分が外部雰囲気に放出

 され樹脂の劣化が防止できる。また、保持体15の中空部

 が外部雰囲気に開放されていれば、実装時に加熱された

 際に、保持体15中の水分が蒸発した水蒸気や膨張した空

 気は外部雰囲気に放出され、保持体15に破裂が生じるこ

 とを防止できる。さらに、実装後に半導体装置に熱が加

 わても、保持体15中の水分が外部雰囲気に放出されるこ

 とになり、保持体15の破裂や劣化を防止できる。

 【００４１】ここで、保持体の外形形状は円筒状、四角

 柱状、六角柱状、もしくは八角柱状、算盤玉状等であっ

 ても構わないが、円筒状であればハンダ付け時にハンダ

 が溶解した際、ハンダの表面張力によりセルフアライメ

 ント効果が期待でき、さらに材料の入手の容易性をも考

 慮すると図２、図３に示すようなシリンダー状（円筒

 状）が望ましいといえる。また、半導体装置１の使用さ

 れる環境が熱変化の少ないものであり、半導体装置１と

 実装基板との間で生じる応力が小さいものであれば、保

 持体15の形状は中空部を有しない円筒状として構わな

 い。

 【００４２】ＣＳＰ、ＢＧＡ等の半導体装置は外部（例

 えば実装基板）への実装、電気的接続の際、ハンダ、低

 融点合金、異方性導電膜等による熱圧着実装を行うこと

 が一般的である。このため、本発明に係わる外部接続端

 子14を構成する保持体15の材質は、耐熱性を有するエン

 ジニアプラスチックが好ましい。ここでエンジニアプラ

 スチックとは、耐熱性が１００℃以上、強度が４９ＭＰ

 ａ以上、曲げ弾性率が２．４Ｇｐａ以上のプラスチック

 のことをいうものである。上記条件を満たす材質とし

 て、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミ

 ド、熱可塑性ポリイミド、ポリアミド、ポリアセター

 ル、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフ

 タレート、ポリスチレン、シンジオタクチックポリスチ

 レン、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルケト

 ン、液晶ポリマー、ポリエーテルニトリル、フッ素樹

 脂、ポリカーボネート、変成ポリフェニレンエーテル、

 ポリサルフォン、ポリエーテルサルホン、およびポリア

 リレート等の樹脂が挙げられる。また、上記エンジニア

 プラスチックのポリマーアロイであっても構わない。

 【００４３】次いで、本発明の半導体装置１は外部接続

 端子14を介して外部（例えば実装基板）との固定および

 電気的接続を行うもので、外部接続端子14を構成する保

 持体15の表面には導電性材料16を配設する。導電性材料

 16は、外部と固定を行い、かつ、電気的接続が可能でな

 ければならない。このような条件を満たす導電性材料16

 としては、

① グラファイト、カーボンもしくは金属微粒子分散体、

② 金、銀、銅、アルミニウム、もしくはニッケルの単

 体、または前記金属を二種類以上含む合金、

③ 錫もしくは鉛を主成分とする低融点合金、が挙げら

 れ、

上記①～③ のうちから選択することが望ましい。

 【００４４】なお、上述した低融点合金としては、水

 銀、ガリウム、またはインジウム等の金属を用いたもの

 が挙げられるが、製造コスト等の観点から、錫もしくは

 鉛を主成分としたハンダ（半田）合金が好ましい。ハン

 ダ合金としては、共晶ハンダや鉛の比率を高めた高融点

 ハンダが適用でき、また必要に応じてビスマス、カドミ

 ウム、アンチモン、亜鉛、マンガン、インジウム、錫、

 銀等を添加しても構わない。なお、図２および図３の例

 に示すように、保持体15と導電性材料16との接着性を向

 上させるために導電性材料16の配設に先立ち、保持体15
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 の表面に接着層17を形成しても構わない。

 【００４５】本発明に係わる外部接続端子14の例とし

 て、例えば中空部を有する１００μｍ～１０００μｍ外

 径の円筒状のポリイミドを保持体15とし、保持体15の表

 面に導電性材料16として数μｍ～数１０μｍ厚のハンダ

 合金を被着し外部接続端子14とすることが挙げられる。

 なお、導電性材料16の被着に先立ち、チューブの表面に

 接着層17として接着金属層を形成しても構わない。ま

 た、導電性材料16の厚みは必要に応じてもっと厚くして

 も構わず、さらに保持体15の長さおよび径は半導体装置

 １の仕様等に合わせて適宜設定して構わない。

 【００４６】次いで、前述した請求項８においては本発

 明の半導体装置１の製造方法を提案している。すなわ

 ち、図４（ａ）に示す、従来公知の製造方法により得ら

 れた、外部との電気的接続を行う電極３が形成され、か

 つ、電極３を露出するパッシベーション膜４が表面に形

 成された半導体素子２に、電極３を露出するようパッシ

 ベーション膜４と略同一形状とした第１の絶縁層５を形

 成した後、第１の絶縁層５上に電極３と接続する所定の

 形状とした配線パターン７を形成し図４（ｂ）の状態と

 する工程と、配線パターン７の所定の位置に外部接続用

 のメタルポスト９を所定の高さ（３μｍ～５０μｍ程

 度）にて形成し図４（ｃ）とする工程と、メタルポスト

 ９を含めた第１の絶縁層５上に絶縁性樹脂を塗布した

 後、外部と接続するメタルポスト９の先端領域から絶縁

 性樹脂を除去し第２の絶縁層８とし図４（ｄ）の状態と

 する工程と、封止樹脂10にて樹脂封止を行い図４（ｅ）

 とする工程と、外部接続端子14を配設し図４（ｆ）とす

 る工程とを少なくとも有する半導体装置の製造方法とし

 たものである。なお、図４の例においては、配線パター

 ン７の形成に先立ち、下引き層としてメタルバリヤ層６

 を形成している。

 【００４７】上述したように、メタルポスト９を形成

 後、塗布形成した絶縁性樹脂にて第２の絶縁層８を形成

 するが、その際、メタルポスト９の側面を除く第二の絶

 縁層８の高さをメタルポスト９先端面の高さより低い位

 置になるように形成する。そのため、絶縁性樹脂を感光

 性のものとし、塗布、パターン露光、現像等を行い不要

 部の絶縁性樹脂の除去を行うフォトリソグラフィー法を

 用いることが望ましい。

 【００４８】第２の絶縁層８とする絶縁性樹脂の塗布に

 は、スピンコート法、カーテンコート法、スクリーン印

 刷法、スリットアンドスピンコート法等の公知の塗布手

 段を用いることで構わない。しかし、メタルポスト９の

 側面を除く第二の絶縁層８の高さをメタルポスト９先端

 面の高さより低い位置になるように形成することを考慮

 した場合、スピンコート法が望ましい。すなわち、メタ

 ルポスト９の形成後にスピンコート法にて絶縁性樹脂の

 塗布を行えば、余分な絶縁性樹脂は半導体素子の外へ除

 去される。このため塗布条件を適宜設定することで、メ

 タルポスト９の側面部位を除いた領域ではメタルポスト

 ９先端面の高さより薄い膜厚にて絶縁性樹脂を塗布で

 き、かつ、メタルポスト９の側面にも絶縁性樹脂を塗布

 できることになる。なお、メタルポスト９先端面に残っ

 た絶縁性樹脂の除去は、前述したフォトリソグラフィー

 法の他に、レーザー、ドライエッチング、逆スパッタ等

 で選択的に除去することであっても構わない。

 【００４９】次いで、半導体装置１として、半導体素子

 ２の冷却のために冷却用ヒートシンク12を有するものが

 要求される場合がある。請求項１１に係わる発明は、冷

 却用ヒートシンク12を有する半導体装置の製造方法を提

 案するものである。すなわち、図４（ｄ）に示す第２の

 絶縁層８まで形成した半導体素子２に、冷却用ヒートシ

 ンク12を貼りつけた後、メタルポスト９先端面および、

 半導体素子２を貼りつけた面と反対面側の冷却用ヒート

 シンク12面を露出するよう封止樹脂10にて樹脂封止し図

 ４（ｅ）の状態とする。しかる後、メタルポスト９先端

 面に外部接続端子14を搭載し、図１および図４（ｆ）の

 半導体装置１を得ることを特徴とする半導体装置の製造

 方法としたものである。

 【００５０】次いで、半導体素子２は、板状の一枚のシ

 リコンウェファーに複数個面付けされた状態で形成され

 る場合が多い。請求項１２に係わる発明は、面付けして

 複数個形成された半導体素子２を有するシリコンウェフ

 ァーから個々の半導体装置１を得る製造方法を提案する

 ものである。すなわち、面付けされた複数個の半導体素

 子２を有するシリコンウェファー上に一括して前述した

 第２の絶縁層８の形成まで行った後にダイシングにより

 個々の半導体素子２に分離し、しかる後、分離された個

 々 の半導体素子２に各々冷却用ヒートシンク12の貼りつ

 けを行うことを特徴とする半導体装置の製造方法とした

 ものである。

 【００５１】

 【実施例】以下に、本発明の実施例につき図面に基づき

 説明する。

 ＜実施例＞図４（ａ）は本発明の半導体装置１に組み込

 む、従来公知の手段により得られた半導体素子２であ

 る。半導体素子２はシリコンウェファーを基材としてア

 ルミからなる電極３が形成されており、また、半導体素

 子２上には電極３を露出するようパッシベーション膜４

 が形成されている。なお、本実施例においては半導体素

 子２は一枚のシリコンウェファー上に複数個面付けされ

 ているが、説明の都合上、その内の１個の半導体素子２

 を図示している。

 【００５２】次いで、半導体素子２上に感光性ポリイミ

 ド（旭化成工業（株）製、商品名「パイメル」）を塗布

 した後、パターン露光、現像等を行う公知のフォトエッ

 チング法を用い、電極３を露出する膜厚約１０μｍの第

 一の絶縁層５を形成した。次いでスパッタリング法にて

 膜厚２０００ÅのＴｉＮ層および膜厚５０００ÅのＣｕ
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 層を順次第一の絶縁層５上に積層した。次いで、公知の

 フォトエッチング法を用いＴｉＮ層およびＣｕ層をパタ

 ーニング処理し、電極３と電気的に接続した配線パター

 ン７を得た（図４（ｂ））。なお、第一の絶縁層５と配

 線パターン７との間のＴｉＮ層はバリアメタル層６とし

 て形成したものである。

 【００５３】次いで、図４（ｃ）に示すように、配線パ

 ターン７上にメタルポスト９を形成した後、第一の絶縁

 層５上に感光性ポリイミド（旭化成工業（株）製、商品

 名「パイメル」）をスピンコート法にて塗布した後、フ

 ォトエッチング法にてメタルポスト９上面および側面部

 を除く余分なポリイミドを取り除き第二の絶縁層８を得

 た（図４（ｄ））。図４（ｄ）に示すように、第二の絶

 縁層８はメタルポスト９上面を露出し、かつ、メタルポ

 スト９側面を被覆させ、その他の部位ではメタルポスト

 ９上面より低くなるよう膜厚１０μｍとした。なお、メ

 タルポスト９の形成にあたってはマスクメッキ法を用い

 たものであり、以下にマスクメッキ法の工程を記す。す

 なわち、図４（ｂ）を得た後、第一の絶縁層５および配

 線パターン７上に膜厚２０μｍの感光性レジスト層を形

 成した後、公知のフォトエッチング法を用いメタルポス

 ト形成部位の配線パターン７を露出させたメッキマスク

 13を形成した（図５（ａ））。次いで、電解メッキ法を

 用い、メッキマスク13より露出した配線パターン７上に

 銅からなるメタルポスト９（高さ１５μｍ）を形成した

 （図５（ｄ））。次いで、メッキマスク13を剥膜し図４

 （ｃ）としたものである。

 【００５４】次いで、図４（ｄ）とした後、半導体素子

 ２が面付けされたシリコンウェファーにダイシングを行

 い、半導体素子２を個片化した後、半導体素子２の裏面

 （半導体集積回路が形成された面と反対面側）にＣｕ板

 からなるヒートシンク12を貼りつけた。次いで、メタル

 ポスト９の上面およびヒートシンク12が露出するよう封

 止樹脂10にて樹脂モールドを行った（図４（ｅ））。

 【００５５】次いで、メタルポスト９上に外部接続端子

 14を載置し、半導体装置１を得た（図４（ｆ））。本実

 施例で用いた外部接続端子14は、図２に示すように熱可

 塑性ポリイミドからなる中空の保持体15の表面に導電性

 材料16として共晶ハンダを形成したもので、以下に記す

 工程で得た。すなわちまず、内径０．１５ｍｍ、肉厚５

 ０μｍの中空の熱可塑性ポリイミドチューブを長尺状で

 購入した。次いで、チューブ表面（外側面）に金属クロ

 ムと銅を順次積層成膜した。金属クロムおよび銅は導電

 性材料を積層する際に接着層17としての役目を持たせた

 もので、金属クロムの膜厚を０．２μｍ、銅の膜厚を

 ０．４μｍとなるようスパッタリングにより成膜した。

 接着層17を形成した後、導電性材料16として膜厚約２０

 μｍの共晶ハンダをメッキ形成した。次いで、共晶ハン

 ダの形成後、長尺状の熱可塑性ポリイミドチューブを各

 々 長さ約０．３ｍｍにカッティングし、図２および図３

 に示す、外部接続端子14とした。

 【００５６】本実施例で得た半導体装置１をプリント基

 板に実装した。実装は２２０℃、８秒間の加熱圧着（ハ

 ンダ付け）で行った。その加熱圧着の際、上述した中空

 の保持体15を有する外部接続端子14が加熱圧着時にかか

 る圧力を吸収するため、従来必要とされていた圧力より

 軽い圧力で実装接続できた。ちなみに本実施例に係わる

 半導体装置１では１か所の外部接続端子14当たり５グラ

 ム程度と、従来必要とされていた圧力の半分程度の圧力

 で実装接続できた。また、プリント基板の厚みやメタル

 ポスト９の高さにバラツキが有り不均一となった場合で

 も、実装の際に中空の保持体15が容易に変形したためこ

 の不均一を吸収したものであり、半導体装置１とプリン

 ト基板との接続不良を生じること無く実装できた。

 【００５７】本実施例に係わる半導体装置１を実装した

 プリント基板に－４５℃～＋１２５℃の温度サイクル試

 験を行い信頼性の評価を行ったが、１０００回のサイク

 ルテストを行った後も断線が生じなかった。

 【００５８】以上、本発明の実施例につき説明したが、

 本発明の実施の形態は上述した図面および記述に限定さ

 れるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形を

 行っても構わないことはいうまでもない。

 【００５９】例えば、上述した説明では本発明に係わる

 外部接続端子をＣＳＰに用いた例を示したが、本発明に

 係わる外部接続端子はＢＧＡ等の半導体装置に形成して

 も構わない。また、上述した説明では配線パターン７の

 成膜にスパッタリング法を用いたが、成膜方法は真空蒸

 着法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ法、もしくはゾ

 ルゲル法等が適用可能であり形態に応じて適宜成膜法を

 選択して構わない。さらに、絶縁層の材質および膜厚、

 導電性材料の材質、膜厚、または、保持体の材質、径お

 よび長さ等も半導体装置の仕様等に応じて適宜選択して

 構わない。

 【００６０】さらに、保持体と導電性材料との間に形成

 する接着層として、クロムの代わりに、金属酸化物や金

 属窒化物、あるいはアルミニウム等を用いても良く、接

 着層の成膜手段はスパッタ法のような真空成膜に変え

 て、パラジウムによる活性化処理、銅やニッケルの無電

 解メッキ、電解メッキ等を用いても構わない。さらにま

 た、保持体への成膜を行う前に保持体表面を表面処理す

 ることであっても構わず、その手段として、プラズマエ

 ッチング、イオンエッチング、あるいはウェットエッチ

 ング等のエッチング手段、もしくはサンドブラストを用

 いても構わない。

 【００６１】

 【発明の効果】上述したように、本発明においては、外

 部接続用のメタルポスト９の側面を第二の絶縁層８で補

 強しメタルポスト９の機械的強度を向上させており、ま

 た、第二の絶縁層８を必要部のみに形成している。この

 ため、本発明の半導体装置は、熱歪み、応力歪みに起因
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 する電気的接続不良を減少させることが可能である。す

 なわち、本発明により高信頼性の半導体装置（ＣＳＰ）

 を得ることが可能となる。また、本発明の半導体装置１

 を構成するメタルポスト９は第二の絶縁層８で補強され

 ているため機械的強度に優れており、フリップチップタ

 イプの半導体装置やビルドアップ型多層配線板等に形成

 するメタルポストにも適用することが可能である。

 【００６２】さらに、第二の絶縁層８を形成する際、ス

 ピンコート法を用い、また、メタルポスト９上部を含め

 た不要な樹脂の除去にフォトエッチング法を用いてい

 る。これによりメタルポスト９側面を除き、第二の絶縁

 層の表面をメタルポスト上面より低く形成することが可

 能となる。これにより半導体装置１の厚みを薄くでき、

 また、封止樹脂が接触することで生じる外部接続端子と

 メタルポストとの電気的接続不良を防止できる。

 【００６３】また、第二の絶縁層８は、配線パターン７

 を被覆するよう、かつ、メタルポスト９側面を除く領域

 をメタルポスト９先端面より低く形成している。これに

 より、第二の絶縁層８を形成するためのキュア（焼きか

 ため）を行った際（例えば高温オーブンにて４００℃、

 １時間の加熱を行った際）、第一の絶縁層５を構成する

 樹脂より残留ガスが発生しても、残留ガスは第二の絶縁

 層８の膜厚の薄い部位（配線パターン７上の領域）より

 抜けることになる。このため、残留ガスによる気泡で樹

 脂部が膨れ配線パターン７が断線することを防止でき

 る。

 【００６４】また、第二の絶縁層８を形成後にダイシン

 グにより個片化した後、半導体素子２の裏面にヒートシ

 ンク12を貼れば、放熱性に優れた半導体装置１を得るこ

 とができる。また、メタルポスト９先端面を除いて樹脂

 封止を行うため、装置表面および側面が封止樹脂で保護

 され、気密性に優れ、吸湿によるパッケージクラック等

 の無い信頼性に優れた半導体装置を得ることができる。

 【００６５】さらに本発明の半導体装置１では、外部接

 続端子14を中空とした保持体15で構成している。すなわ

 ち本発明では、簡単な構成かつ簡単な製造プロセスで得

 られる外部接続端子14に応力緩和機能を持たせたもので

 ある。これにより、半導体装置１を実装基板に搭載した

 際、半導体装置１と実装基板との熱膨張率の差により半

 導体装置１に加わる応力は、応力緩和機能を有する外部

 接続端子14で吸収されクラック、断線等の発生を防止で

 きるもので、信頼性の高い半導体装置とすることが可能

 となる。従来よりＢＧＡではインターポーザーと呼称さ

 れる応力緩和手段等を設けて装置に加わる外力を緩和し

 ていたが、応力緩和手段が大きくなり装置のサイズを小

 さくするには限界があった。しかるに本発明の半導体装

 置１では、簡単な構成の外部接続端子14で応力を緩和で

 きるため装置のサイズを小さくすることが可能となる。

 また、プリント基板の厚みやメタルポスト９の高さがバ

 ラツキ不均一となっている場合でも、実装の際に応力緩

 和機能を有する外部接続端子14が容易に変形可能しこの

 不均一を吸収することができ、プリント基板の厚みやメ

 タルポストの高さのバラツキ不均一による接続不良を防

 止できる。

 【００６６】また、外部接続端子14を構成する保持体15

 を外部に開放された中空部を有する例えばシリンダー状

 （円筒状）とすることで、半導体装置１を実装する際の

 電気的接続の信頼性を向上することができる。すなわ

 ち、保持体15中に水分が存在した場合、実装時に加熱し

 た際に保持体14より水分が放出され、この水分が電気的

 接続不良等の不具合の原因となる。また、保持体15中の

 水分は保持体15の劣化をもたらすものである。しかし、

 保持体15を中空としているため、加熱の際に水分が中空

 部より外部雰囲気に逃げることになり、実装の際の電気

 的接続不良等を防止でき、また、保持体15中の水分が外

 部雰囲気に放出され保持体15の劣化を防止できる。

 【００６７】

 【図面の簡単な説明】

 【図１】本発明の半導体装置の一実施例を模式的に示す

 断面説明図。

 【図２】本発明に係わる外部接続端子の一例を示す説明

 図。

 【図３】本発明に係わる外部接続端子の一例を示す断面

 説明図。

 【図４】（ａ）～（ｆ）は本発明の半導体装置の製造方

 法の一例を工程順に示す断面説明図。

 【図５】（ａ）～（ｂ）はメタルポストの形成方法の一

 例を工程順に示す断面説明図。

 【図６】従来の半導体装置の一例を模式的に示す断面説

 明図。

 【図７】本発明の半導体装置の一例の要部を模式的に示

 す拡大説明図。

 【図８】従来の半導体装置における接続不良の例を示す

 拡大説明図。

 【符号の説明】

 １、61  半導体装置

 ２、62  半導体素子

 ３、63  電極

 ４、64  パッシベーション膜

 ５、65  第一の絶縁層

 ６、66  バリア層

 ７、67  配線パターン

 ８、68  第二の絶縁層

 ９、69  メタルポスト

 10、70  封止樹脂

 11、71  ハンダボール

 12      ヒートシンク

 13      メッキマスク

 14、74  外部接続端子

 15      保持体
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 16      導電性材料  17      接着層

 【図１】  【図２】  【図３】

 【図４】  【図５】

 【図６】

 【図７】

 【図８】
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